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表面分析装置、
マスクブランクス※ 他

■  スパッタリングターゲット材料
■  高融点活性金属材料及び部品製作

■  表面分析装置
■  マスクブランクス 他

商号

商標

本社

設立

資本金

売上高

従業員数

事業内容

株式会社アルバック
ULVAC, Inc.

ULVAC

神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地

1952年8月23日

208億7,304万2,500円

連結 2,511億8,400万円（単体 988億5,100万円）

連結 6,132名（単体 1,648名）

ディスプレイ･半導体･電子･電気･金属･機械･自動車･化学･食品･
医薬品業界及び大学･研究所向け真空装置、周辺機器、真空コンポーネント、
材料の開発･製造･販売･カスタマーサポート及び諸機械の輸出入。
また、真空技術全般に関する研究指導･技術顧問。

2025年6月30日現在

CORPORATE DATA

VACUUM APPLICATION 
BUSINESS

真空技術に関わる高品質、高性能な先端材料を提供しています。

市場のニーズに対応した半導体や電子部品の成膜プロセスで

使用される薄膜材料(主にスパッタリングターゲット)を開発、製造、

販売しており、お客様の最先端デバイスの開発、生産に貢献して

います。高機能材料分野では、電子部品、化学産業、医療産業、

加速器などに使用される高融点活性金属材料（タンタル、ニオブ

など）の開発と、通常扱いが難しいとされる高融点活性金属部品

の溶解、加工、製造をお客様のご要望に合わせて行っています。

材料

「目に見えないものをデータ・情報に変える」分析技術で、材料

の表面や界面の微細構造・組成を高精度に解析し、研究開発

や品質管理、故障解析を支援する表面分析装置を開発、製造、

販売しています。XPS、AES、SIMSといった分析技術において

は、世界トップクラスの性能と実績を有し、半導体、エレクトロ

ニクス、エネルギーなど多様な産業分野のニーズにお応えします。

また、半導体やFPD（フラットパネルディスプレイ）製造における

リソグラフィ工程に不可欠なマスクブランクスを開発、製造、販売

しています。

※ 半導体集積回路の製造において、回路を転写する原版のこと。

Business
scale

Business
scale

合計
2,512億円

合計
2,512億円

地域別売上高事業別売上高

海外 日本

韓国

台湾

その他アジア

欧米・その他

中国

真空機器事業
1,990億円（79％） 1,731億円（69％） 781億円（31％）

865億円
（34％）

212億円
（8％）

58億円
（2％）

281億円
（11％）

315億円
（13％）

コンポーネント
431億円
（17％）

半導体及び
電子部品製造装置

893億円
（36％）

一般産業用装置
135億円
（5％）

材料 
266億円
（11％）

521億円（21％）

真空応用事業

その他 
255億円
（10％）

ディスプレイ・エネルギー関連製造装置

531億円
（21％）

（注）記載された金額は四捨五入しておりますので、各項目の合計値が一致しない場合があります。
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JapanJapan

Global NetworkGlobal Network

■ 愛発科（中国）投資有限公司
■ 愛発科商貿（上海）有限公司
■ 愛発科真空設備（上海）有限公司
■ 寧波愛発科真空技術有限公司
■ 愛発科真空技術（蘇州）有限公司
■ 愛発科（蘇州）技術研究開発有限公司
■ 愛発科東方真空（成都）有限公司
■ 愛発科東方検測技術（成都）有限公司
■ 寧波愛発科低温泵有限公司
■ 愛発科自動化科技（上海）有限公司
■ 愛発科真空技術（沈阳）有限公司
■ 愛発科電子材料（蘇州）有限公司
■ 愛発科天馬電機（靖江）有限公司
■ 愛発科成膜技術（合肥）有限公司
■ 愛発科費恩斯（南京）儀器有限公司

ULVAC WORLDWIDE

日本国内はもとより、欧米・アジアを中心に、

グループ会社と連携し、地域ごとに最適な販売、

サービスネットワークを構築しています。

研究開発から、製造、販売、カスタマーサポートまでを

一貫して行う世界最大級の真空総合メーカーとして、

これからも真空技術を通して世界の産業と

科学の発展を支え続けます。

■ (株)アルバック
■ アルバック成膜(株)
■ アルバック機工(株)
■ アルバック・ファイ(株)
■ アルバック・クライオ(株)
■ (株)昭和真空
■ アルバックテクノ(株)
■ アルバック販売(株)
■ 日真制御(株)
■ (株)ファインサーフェス技術

■ULVAC KOREA, Ltd.
■ Pure Surface Technology, Ltd.
■ ULVAC CRYOGENICS KOREA

 INCORPORATED

■ ULVAC SINGAPORE PTE LTD
■ ULVAC (THAILAND) LTD.
■ ULVAC MALAYSIA SDN. BHD.
■ ULVAC SINGAPORE PTE LTD, India Branch

■ ULVAC GmbH ■ ULVAC Technologies, Inc.
■ Physical Electronics USA, Inc.

North
America

Asia

Europe

●（株）アルバック拠点

● 国内グループ会社拠点

● 営業・サービス拠点

●研究開発拠点

■ ULVAC TAIWAN INC.
■ ULTRA CLEAN PRECISION 

TECHNOLOGIES CORP.
■ ULVAC SOFTWARE CREATIVE

 TECHNOLOGY, CO.,LTD.
■ ULVAC Materials Taiwan, Inc.
■ ULVAC AUTOMATION TAIWAN Inc.
■ ULCOAT TAIWAN, Inc.

9    ULVAC, Inc. CORPORATE PROFILE 2025-2026 ULVAC, Inc. CORPORATE PROFILE 2025-2026   10


